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(57) Die Erfindung betrifft ein Ausstreifmittel zum Entfernen von
Positivfotolacken von metallischen, insbesondere aus Aluminium

- bestehenden Unterlagen. Es findet bevorzugt Anwendung zur Entfernung
~von Positivfotolacken von mit Leitbahnen und Kontaktfl&chen

versehenen Bauelementen der Mikroelektronik. Die Aufgabe der Erfindung,
ein alkalisches alkalisilikathaltiges Ausstreifmittel anzugeben,
welches {iber éine groBe Standzeit verfiligt, wird erfindungsgemis
dadurch geldst, da8 an sich bekannten anorganischen alkalischen
wdBrigen alkalisilikathaltigen Lésungen Alkohol, insbesondere Athanol,
und vorzugsweise Ammoniak zugegeben ist, wobei der Anteil des Alkohols
zur Gesamtlésung 1 : 4 bis 1 : 1, vorzugsweise 1 : 2, betrdgt und
Ammoniak vorzugsweise in 25%iger wdfriger Ldsung zugegeben ist,
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Titel der Ertindung

Ausstreifmittel zum Entfernen von Pogitivlsascken

Anwendunesgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Ausstreifmittel zum Entfernen von
Positivfotolacken von metallischen Unterlagen. Das erfindungs—
gemile Ausstreifmittel findet vorteilhaft Anwendung zur Ent-
fernung von Positivfotolacken von mit Leitbahnen und Xontakt-
fldachen versehenen Halbleiterbauelementen, insbesondere bei
Verwendung von Aluminium, dem meistverwendeten Material fiir
derartige Metallbelegungen.

Charskteristik der bekannten technischen Ldsunsen

Es ist bekannt, zur Entfernung von Fotolacken von Halbleiter-
scheiben oder metallischen Unterlagen organische, saure oder
alkelische Ausstreifmittel zu verwenden. Saunere Medien (z. B.
_H2$O4 oder chromschwefelssiurehaltige Bxder) erfordern z. T.
hthere Temperaturen bzw. sind nur fiir spezielle Materislkom-
binationen (z. B. Si/SiOz/Al) einsetzbar. Bei anderen lateria-
lien besteht die Geiahr des unkontrollierbaren Atzens beim

- Iackldsen. Bs ist weiterhin bekannt, daf eine wissrige alkeli-
sche Netallhydroxidldsung zur Fotolackentternung geeignet ist.
Zum Beispiel wird dies in der US-PS 3.331.718 angegeben. Solch
eine Behandlung einer Al-Kombination ist jedoch nur mdglich,
wenn es sich um grobe Al-Schichtdicken bzw. unkritische Struk-
turgrdfen handelt, da die Lackldsung und das Al-Itzen mit ver-
gleichbaren Rgten erfolgt. Ebenfalls sind trockene Fotolack-
entfernungsverfehren bekannt (ID-WP 134.654), bei denen der
Fotolack einer Plasmaenﬁladung ausgesetzt wird. Die Verwen-~

dung solcher Verfahren zur Fotolackentfernung zwecks Reinigung
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der Oberfliche nsch erfolgten Behandlungsschritten verbietet
sich jedoch aus 6konomischen}Grﬁnden bei vofheriger Verwen-
dung naBchemischer Atz- und Strukturiefungsverfahren. Die be-
kannten anorganischen alkelisilikathaltigen Ausstreifmittel
haben neben den genannten Nachteilen auch eine zu geringe
Standzeit bei ihrer Verwendung an Luft.

Ziel der Erfindune

Es ist das Ziel der Erfindung, die Mingel des Standes der
Techrnik zu beheben.

Wesen der Ertindung

Der Erfindung liegt die Aufgebe zugrunde, ein alkalisches al-
kalisilikatheltiges Ausstreifmittel anzugeben, welches iiber
eine grofBe Standzeit verfiigh. Erfindungsgemif wird die Aufga-
be dedurch geldst, daB an sich bekannten snorganischen alkali-
schen wiBrigen alkalisilikathaltigen Losungen 21kohol, insbe-
sondere Athanol, und vorzugsweise Ammoniak zugegeben ist, wo-
bei der Anteil des Alkohols zur Gesemtlosung 1 : 4 bis 1 : 1,
vorzugsweise 1 ¢ 2, betrigt und Ammoniak vorzugsweise in 25 %~
iger wilriger Lﬁsung zugegeben ist. Ein derartiges Ausstreifmit-
tel verfiigt iiber eine extrem hohe Standzeit, die beil gleichem
Substratdurchsatz mindestens das Zehnfache der Zeit ohne den
rfindungsgemsifen Alkoholzusetz betrigt. Durch die Zugabe von
Alkohol in die alkalische wifirige alkelisiliketheltige Losung,
insbesondere aus NaZSiO3’ 8H,0 und NaBPOA' 12H20 und einem Zu-
satz von lmmoniak gebildet, entsteht ein Bodensatz, der sich
iberreschenderweise gerade so langsam wieder suflost, del prak-
~ tisch stindig eine mit aktiven Spezies gesittigte Ldsung vor-
liegt. Perner zeigte sich liberraschenderweise, daB mit Hilfe
des erfindungsgemiflen Zusaizes zu den anorganischén alkali~
schen wifirigen alkelisilikathaltigen LUsungen, nicht nur die
Standzeit bei Substratdurchsatz, also beim Lackl®sen, erhdht
wird, sondern such die negative Eigenschaft alkalisilikethal-~
tiger Losungen ihre Wirkung durch Stehen an der ILuft zu ver-
lieren, verhindert wird.
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Ausfithrunasbeispiel

Zur niheren Erlsiuterung der ertindungsgemzfien Lésung moge tol-
gendes Ausfiihrungsbeispiel dienen: 19 g Na3P°4 . 12H20 und
13,3 g Na28i03 ¢ 8H,0 werden in etwa 350 ml H,0 geldst, dazu
werden 135 ml NI, OH (25 %ig) und 500 ml Athanol hinzugefiigt.
In diese Losung werden mit einer Al-Belegung versehene belack-
te Substrste (Postivfotoleck wurde 1 Stunde bei 460 K getempert)
eingebracht. Die LackablOsezeit betrigt 20 bis 30 sec. Uit
einem solchen Ausstreifmittel 1#B8%t sich die, die Konzentration
der sktiven lacklUsenden Spezies aufrechterhaltende, allmihli-
che Aufldsung des Bodensatzes erreichen. Trennt man den Boden-
satz durch eine Fritte vom iiberstehénden Medium, knnen die
Substrate von Partikeln des Bodensatzes frei gehalten werden.
Eine Al-Ltzung konnte nicht nachgewiesen werden. ' '
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Erfindungsanspriiche

1. Ausstreifmittel zum Entfernen von Positivfotolacken, die

2e

suf Halbleitern und/oder metallischen Unterlegen aufgebracht
sind unter Verwendung an sich bekannter anorganischer alka-
lischer wifSriger alkalisilikathaltiger Losungen, gekenn-
zeichnet dadurch, daf den erorgenischen alkalischen wifrigen
olkalisilikethaltigen IOsungen Alkohol, insbesondere Atha-
nol, und vorzugsweise Ammoniak zugegeben ist.

Ausstreifmittel nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, dalB
den alkalischen wiBriger alkalisiliksthaltigen LUsungen Al-
kohol, insbesondere Athanol, im Verhiltnis zur GesamtlOsung
von 4 ¢ 4 bis 1 : 1, vorzugsweise 1 : 2, und Ammoniak in
vorzugsweise 25 %iger wilBriger Losung zugegeben ist.
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